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[ é.pp'] R 2. Une composition selon la revendication 1, comprenant d‘environ 45 & environ 90 % en poids d’une
2-pyrrolidinone et d’environ 10 & environ 556% en ‘poids de tétrahydrofuranne.

3. Une compaosition selon la revendication 2, comprenant environ 70% de |-méthyl-2-pyrrolidinone et
30% de tétrahydrofuranne.

50 4. Une composition selon la revendication 1, contenant d’environ 10 3 environ 30% en poids d'un éther
de monoalkyle de dléthyleneglycol de formule

HOCHchz—O—CHzc Hg—o——Rz-

55 dans laquelle R? est un groupe alkyle en C,—C,. '
5. Une composition selon la revendication 4, contenant également d‘environ 2 & environ 30% en poids
- de 2-(2-6thoxyéthoxy)-éthanol.

6. Une composition selon la revendication 2, comprenant environ 70% de 2-pyrrolidinone et environ

30% de tétrahydrofuranne.
" 60 7. Une composition selon la revendication 1, contenant également d’environ 3 a environ 20% en poids

de polyéthyléneglycol.

8. Une composition selon la revendication 7, comprenant environ 62% de 1-méthyl-2-pyrrolidinone,
environ 32% de tétrahydrofuranne.et environ 6% de polyéthyléneglycol.

9. Une composition selon la revendicaticn 5, contenant également d’environ 3 a environ 20% en poids
65 de polyéthyléneglycol.
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